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※概要（Summary）： 

生体成分を高感度に電気化学測定することの可能

な、マイクロサイズのくし形構造をもつ導電性ボロン

ドープアモルファスカーボン電極の作製を試みた。く

し型構造は 長さ 0.2 mm の電極が 65 対の対向した

幾何構造の作製を行った。 

作製したアモルファスカーボンくし型電極は、

[Fe(CN)6]3-/4-の酸化還元反応もとらえることが可能で

あった。さらに、くし型電極対の一方の電極に-0.3 V

の電位を印加([Fe(CN)6]3-の還元反応を促進)しながら、

もう一方の電極に 0 V～0.8 Vの電位を印加すると、

両電極間を[Fe(CN)6]3-/4-イオンが行き来することで多

数回の酸化還元サイクルが進行することにより、

[Fe(CN)6]4-の酸化電流を増幅させることに成功した。

今後、さらにくし型構造（電極幅と間隔）を最適化す

ることにより、増幅率の向上を目指す。 

 

※実験（Experimental）： 

アモルファスカーボンくし形電極を作製すること

を目的として、電子線描画装置(30kV)（共用装置）に

より、くし形構造（長さ 0.2 mmの電極が 65対、対

向した幾何構造）をもつフォトマスクの作製をした。

Al を蒸着したアモルファスカーボン表面にフォトレ

ジストを塗布し、マスクアライナー（共用装置）にて、

露光、現像によりレジストパターンを作製した。ウェ

ットエッチングにより Al を除去、その後の酸素プラ

ズマエッチングによりアモルファスカーボンをドラ

イエッチングし、レジストパターンと同じ構造をした

アモルファスカーボンくし形構造を作製した。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

作製したレジストパターンは、図１のように精度よ

く設計した構造を再現することができた。また、レジ

ストパターンに酸素プラズマエッチングを施し、レジ

スト、Ａl 層の除去後のアモルファスカーボンくし形

構造を図２に示す。図に示されるように、レジストパ

ターンと全く同様のくし型構造の作製に成功してい

るのがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※その他・特記事項（Others）： 

今後、くし型構造（電極幅と間隔）、特に電極間隔

を小さくしたサンプルを作製、酸化還元種の移動距離

を小さくして、増幅率の向上を目指す。 
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図１ レジストパターニング後の試料 

図２ アモルファスカーボンくし型電極のく

し部分拡大像 


